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(57) Abstract: In a previously known component comprising a reflector layer, the surface of a basic silica glass member is coated
at least in part with a reflector layer. In order to create a component which is based on said component, is used particularly for
producing lamps and reflectors, and is provided with an effective, chemically and thermally resistant, and inexpensive reflector
layer, an SiO, coating is provided that is made of at least partly opaque silica glass and acts as a diffuse reflector. The inventive
method for producing such a component is characterized in that slurry containing amorphous SiO, particles is produced and is applied
to the surface of the basic member so as to form a layer of slurry, whereupon the layer of slurry is dried and is then glazed so as to

form an SiO, coating.

& (57) Zusammenfassung: Bei ecinem bekannten Bauteil mit einer Reflektorschicht ist die Oberfléche eines Basiskorpers aus Quarz-
glas mindestens teilweise mit einer Reflektorschicht belegt. Um hiervon ausgehend ein Bauteil, insbesondere fiir den Einsatz bei der
& Lampen- und Reflektorfertigung bereitzustellen, das mit einer wirkungsvollen, chemisch und thermisch bestéindigen und dennoch
& preisgiinstigen Reflektorschicht ausgestattet ist, wird erfindungsgemiB vorgeschlagen, dass eine als diffuser Reflektor wirkende
Si0,-Deckschicht aus mindestens teilweise opakem Quarzglas vorgesehen ist. Das erfindungsgeméBe Verfahren zur Herstellung ei-
nes derartigen Bauteils zeichnet sich dadurch aus, dass ein amorphe SiO,-Teilchen enthaltender Schlicker erzeugt und auf der Ober-
fliche des Basiskorpers unter Bildung einer Schlicker-Schicht aufgebracht wird, die Schlicker-Schicht getrocknet und anschliefend
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unter Bildung einer SiO,-Deckschicht verglast wird.



as a diffuse reflector. The inventive nmethod for
produci ng such a conponent is characterized in that
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slurry is dried and is then glazed so as to form an
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